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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu Technologie przemystowe do wyboru: Napylanie magnetronowe
Kod przedmiotu*

glfoz\/\\,/\:aacljze;cr;?ﬁl:runek Kolegium Nauk Przyrodniczych
Naz.vva.Jedr.lostk| : Kolegium Nauk Przyrodniczych
realizujacej przedmiot

Kierunek studiow Inzynieria Materiatowa

Poziom studiow studia drugiego stopnia

Profil ogolnoakademicki

Forma studiow stacjonarne

Rok i semestr/y studidw | Il rok, 2 semestr

Rodzaj przedmiotu specjalnosciowy do wyboru
Jezyk wyktadowy polski

Koordynator dr Grzegorz Wisz

Imie i nazwisko osoby

prowadzacej/ 0osob dr Grzegorz Wisz
prowadzacych

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce

1.1.Formy zaje¢ dydaktycznych, wymiar godzin i punktow ECTS

Semestr . Inne Liczba pkt.
o Wykt. | Cw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. (jakie?) ECTS
2 15 30 4

1.2. Sposab realizacji zajec
zajecia w formie tradycyjne;j

O zajecia realizowane z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegtosc

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku)
Wyktad: egzamin
Laboratorium: zaliczenie z oceng

2.WYMAGANIA WSTEPNE

eksploatacyjnych materiatow.

Podstawowa wiedza z zakresu struktury, budowy iwtasciwosci mechanicznych oraz




3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIE, TRESCI PROGRAMOWE | STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu

Ca

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie wytwarzania, testowania,
budowy, wiasciwosci i zastosowania powtok wytwarzanych metoda rozpylania
magnetronowego; umiejetnosci projektowania procesu, badania struktury i
wiasciwosci powtok.

3.2 Efekty uczenia sie dla przedmiotu

EK (efekt Tres¢ efektu uczenia sie zdefiniowanego dla Odr;ceeskl:én\ll\(le do
uczenia sie) przedmiotu ierunkowych

EK_o1 Student charakteryzuje mechanizmy fizyczne procesu | K_Wo1
nanoszenia warstw w wykorzystaniem rozpylania | K_Wo2
magnetronowego. K_Wo7y
Student wskazuje i charakteryzuje wady i zalety
rozpylania magnetronowego w poréwnaniu do innych
technologii; wskazuje i charakteryzuje wady i zalety
rozpylania magnetronowego w poréwnaniu do innych
technologii nanoszenia warstw

EK_o2 Student charakteryzuje urzadzenia i parametry | K_Uo3
technologiczne procesu. Student umie okresli¢ wady | K_Uos
cienkich warstw. K_Uo6
Student dobiera parametry procesu osadzania K_Uo8
magnetronowego w zaleznosci od jego rodzaju. K_Uzo
Student potrafi oceni¢ zagrozenie wynikajace z pracy K U
z gazami, wysoka prdéznig oraz wysokim napieciem
stosowanym w procesie osadzania.

EK_o3 Student potrafi pracowa¢ w zespole nad | K_Ko1
rozwigzaniem zadan problemowych. K_Ko3
Student potrafi przekazac takie informacje w sposob K_Kog
powszechnie zrozumiaty z uzasadnieniem rdznych K_Kos
punktéw widzenia.
Student potrafi mysled i dziata¢ w sposob kreatywny
i przedsiebiorczy w aspekcie dziatalnosci zwigzane;j
z inzynierig materiatowsa.
Student rozumie zasady etyki zawodowej, jest
Swiadom i docenia znaczenie uczciwosci
w wykonywanym zawodzie.




3.3 Tresci programowe

A. Problematyka wyktadu

Tresci merytoryczne

Rodzaje i zakresy zastosowan powtok PVD.

Modyfikacja, rekonstrukcja i aktywacja powierzchni.

Przygotowanie i rola podtoza pod powtoki.

Przeglad prozniowych technik wytwarzania cienkich warstw z zastosowaniem
fizycznych mechanizmow generowania strumienia par.

Oddziatywanie pola elektrycznego i magnetycznego na tadunek elektryczny.

Budowa i zasada dziatania magnetronu. Typy i uktady magnetronowe. Tryby pracy
magnetronu.

Mechanizmy rozpylania magnetronowego. Charakterystyka wzrostu warstw
epitaksjalnych. Metody kontrolowanego wzrostu nanostruktur.

Kryteria wyboru technologii osadzania — dobor metody i parametrow

Powtoki i struktury fotowoltaiczne - wytwarzanie, wtasciwosci, zastosowanie.

Powtoki i struktury tribologiczne - wytwarzanie, wtasciwosci, zastosowanie.

Powtoki i struktury hydrofobowe - wytwarzanie, wtasciwosci, zastosowanie.

Powtoki optyczne i elektryczne - wytwarzanie, wtasciwosci, zastosowanie.

B. Problematyka ¢wiczen laboratoryjnych

Tresci merytoryczne

Budowa platformy osadzania powtok. Gtéwne parametry procesowe i ich kontrola.

Wptyw temperatury podtoza na szybkos¢ wzrostu i wtasnosci powtoki.

Rodzaje i funkcjonalnosci cienkich warstw wytwarzanych metodami PVD.

Witasnosci i metody charakteryzacji powtok tribologicznych.

Witasnosci i metody charakteryzacji powtok elektrycznych i elektronicznych.

Witasnosci i metody charakteryzacji powtok antybakteryjnych i hydrofobowych.

Badania wtasciwosci optycznych powtok wytworzonych metodami PVD.

Charakteryzacja warstw i struktur z wykorzystaniem techniki SEM i EDS.

Badania TEM struktury monowarstw, multiwarstw.

Badania rezystancji i charakterystyk prgdowo napieciowych dla warstw i struktur
fotowoltaicznych.

Zaleznosc¢ parametrow i funkcjonalnosci warstw od techniki wytwarzania —
optymalizacja doboru technologii.

3.4 Metody dydaktyczne

Wyktad: wyktad z prezentacjg multimedialng, analiza i interpretacja tekstéw zrédtowych
Laboratorium: praca w grupach, wykonywanie zadan praktycznych.



4. METODY | KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektow uczenia sie

Metody oceny efektow uczenia sie Forma zajec
Symbol efektu | (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, | dydaktycznych
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajec) (w, ¢w, ...)
EK_o1 Egzamin, kolokwium, obserwacja w trakcie zajec W, Lab.
EK_o2 Egzamin, kolokwium, obserwacja w trakcie zajec W, Lab.
EK_o3 Obserwacja w trakcie zajec Lab.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

Zaliczenie przedmiotu potwierdzi stopien osiagniecia przez studenta zaktadanych
efektow uczenia sie. Weryfikacja osigganych efektow uczenia sie kontrolowana jest na
biezgco w trakcie realizacji zaje¢. Ocena uzyskana z zaliczenia przedmiotu pozwoli ocenic
stopien osiggnietych efektow. Weryfikacja efektdw uczenia sie z wiedzy i umiejetnosci
odbywa sie poprzez oceny czastkowe sprawozdan, udziat w dyskusji oraz prace
semestralng. Natomiast weryfikacja kompetencji spotecznych odbywa sie poprzez
aktywnos¢ na zajeciach i udziat w dyskusji.

Egzamin

suma punktow uzyskanych z pisemnych odpowiedzi na poszczegdlne pytania
egzaminacyjne:

dst - (51 - 60)% pkt,

+dst - (61 - 70)% pkt,

dobry (71 - 80)% pkt,

+dobry (81 - 90)% pkt,

bardzo dobry (91 - 200)% pkt.

Laboratorium

punkty uzyskane z kolokwium z poszczegdlnych tresci objetych programem przedmiotu
dst - (51 - 60)% pkt,

+dst - (61 - 70)% pkt,

dobry (71 - 80)% pkt,

+dobry (81 - 90)% pkt,

bardzo dobry (91 - 100)% pkt.

punkty uzyskane za opracowane sprawozdanie oraz aktywnos¢ na zajeciach
laboratoryjnych:

dst - (51 - 60)% pkt,

+dst - (61 - 70)% pkt,

dobry (71 - 80)% pkt,

+dobry (81 - 90)% pkt,

bardzo dobry (91 - 100)% pkt.




5. CALKOWITY NAKEAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIAGNIECIA
ZALOZONYCH EFEKTOW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

- Srednia liczba godzin na zrealizowanie
Forma aktywnosci L
aktywnosci
Godziny kontaktowe wynikajace 45
z harmonogramu studiow
Inne z udziatem nauczyciela akademickiego 4
(udziat w konsultacjach, egzaminie)
Godziny niekontaktowe — praca wtasna 55
studenta
(przygotowanie do zaje¢, egzaminu,
napisanie referatu itp.)
SUMA GODZIN 104
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTOW ECTS 4
* Nalezy uwzglednic, ze 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin catkowitego naktadu pracy

studenta.

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

wymiar godzinowy Nie dotyczy
zasady i formy odbywania Nie dotyczy
praktyk
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